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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAKŁADU S3 - PARTER -

DRUK 3D I PIECOWNIA

2.1 POM. DRUK 3D 37.06

2.2 PRZEDSIONEK NR 1 8.34

2.3 PIECOWNIA - POMIESZCZENIE NR 1 49.16

2.4 POM. POMOCNICZE NR 1 7.77

2.5 PIECOWNIA - POMIESZCZENIE NR 2 103.56

2.6 PRZEDSIONEK NR 2 9.12

2.7 POM. POMOCNICZE NR 2 12.79

SUMA: 227.79 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAKŁADU S2 - PARTER -

HALA TECHNOLOGICZNA GRAFENU PŁATKOWEGO

0.1 PRZEDSIONEK 7.65

0.2 MAGAZYN 6.81

0.3

HALA TECHNOLOGICZNA GRAFENU

PŁATKOWEGO

89.92

0.4

HALA TECHNOLOGICZNA GRAFENU

PŁATKOWEGO

57.66

0.5 PRZEDSIONEK 4.02

0.6
ŚLUZA

2.31

0.7 POM. PIECA 17.29

0.8 POM. SUSZAREK 9.38

0.9 POM. PAKOWANIA 17.38

0.10 POM. POMOCNICZE 7.65

SUMA: 220.06 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAKŁADU S1 - PARTER -

LABORATORIUM EPITAKSJI

1.1 PRZEDSIONEK 10.21

1.2
ŚLUZA

2.64

1.3 POM. DYGESTORIUM 11.40

1.4 POMIESZCZENIE CHEMII 13.90

1.5

PRZESTRZEŃ TECHNOLOGICZNA

32.26

1.6

LABORATORIUM EPITAKSJI (S1)

CLEANROOM ISO7

113.64

SUMA: 184.05 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH POD

POMIESZCZENIA TECHNICZNE

7.1 STACJA WODY DEMI 35.71

SUMA 35.71 m2

m² WYKŁADZINA28,00

KOMUNIKACJAP.0.6

m² WYKŁADZINA2,00

ŚLUZAP.0.3

m² WYKŁADZINA78,00

LABORATORIUMP.0.1a

H

p

=120

m² P. ISTNIEJĄCA37.06

POM. DRUK 3D (S3)2.1

±0,00

m² P. ISTNIEJĄCA49.16

PIECOWNIA - POMIESZCZENIE NR 12.3

m² P. ISTNIEJĄCA103.56

PIECOWNIA - POMIESZCZENIE NR 22.5

m² P. ISTNIEJĄCA8.34

PRZEDSIONEK NR 12.2

m² P. ISTNIEJĄCA9.12

PRZEDSIONEK NR 22.6

m² P. ISTNIEJĄCA12.79

POM. POMOCNICZE NR 22.7

m² P. ISTNIEJĄCA7.77

POM. POMOCNICZE NR 12.4

±0,00

±0,00

s
c
i
a

n
a
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p. 19

p. 20

węzeł cieplny nr 1

wydzielony

pożarowo

węzeł cieplny nr 2

wydzielony

pożarowo

węzeł cieplny nr 3
wydzielony pożarowo

klatka schodowa

wydzielona

pożarowo

m² WYKŁADZINA8.83

POM. CHEMII1.4
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90+50

210

G:

210x40cm

+3.50

G:

70x35 cm

+3.89

G:

125x50 cm

+3.60

G:

176x50 cm

+3.60

G:

135x40 cm

+3.60

585

15

2173

15

4714,5

- wejścia do budynku główne / pomocnicze

- ELEMENTY DO LIKWIDACJI

G:

12x22

-0.40

- szerokośc x wysokość

- górna krawędz otwou

+0.13

-0.04

- poziom wykończony

- poziom surowy

0.00±

0.04-

- poziom wykończony

- poziom surowy

OZNACZENIE WYPOSAŻENIA:

B - BIURKO

D - DYGESTORIUM (120 / 150)

OSM - OSADNIK MOBILNY

PW - PÓŁKA WISZĄCA

R - REGAŁ Z PÓŁKAMI (80 / 90 / 100 / 110 / 120)

SK - STANOWISKO KOMPUTEROWE

SR - STÓŁ ROBOCZY (120 / 150 / 180)

SW - STÓŁ WAGOWY

SZ - SZAFA

SZO  - SZAFKA WENTYLOWANA NA ODCZYNNIKI

SZW  - SZAFKA WISZĄCA

U - UMYWALKA

ZL - ZLEW LABORATORYJNY

L -LODÓWKA

LEGENDA:

- WYBURZENIA

- PROJ. ŚCIANY MUROWANE / ZAMUROWANIA

- PROJ. ŚCIANY DZIAŁOWE, G-K NA KONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ

- DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU

- SAMOZAMYKACZ

KD

- DRZWI DYMOSZCZELNE

- SPADEK

KD, PK - KANALIZACJA DESZCZOWA, PION KANALIZACYJNY

- WPUST KANALIZACYJNY

- RAMIĘ ODCIĄGOWE PROJEKTOWANE

- PROJ. SUFITY PODWIESZANE

S

u

f

i
t

- OCZOMYJKA

WYPOSAŻENIE:

- NATRYSK BEZPIECZEŃSTWA

OM

NB

RO

- POZIOM NADPROŻY

EI30

- DRZWI LUB REWIZJE W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

- OZNACZENIE ŚCIAN W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

- PODŁĄCZENIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

- WYSOKOŚĆ PARAPETU

Hp=78

- ZABEZPIECZENIE PRZECIWWYBUCHOWE

  DLA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW OCHRONNYCH

EX

C

S

H=245cm

- PROJ. OTWÓR W STROPIE

- OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ISO9

- WYMAGANA KLASA CZYSTOŚCI POWIETRZA W POMIESZCZENIU

- KLIMATYZATOR ŚCIENNY ISTN. LUB NOWY DO POZOSTAWIENIA

- OKAP PROJEKTOWANY

- PROJ. GRZEJNIKI WG.PROJ.C.O

- PION C.O - WG.PROJ.C.O

W - WODA CIEPŁA I ZIMNA

K

- ODPŁYW KANALIZACJA

KT - ODPŁYW KANALIZACJA

TECHNICZNA

- PODŁĄCZENIE WODY ZIĘBNICZEJ,

- PODŁĄCZENIE GAZÓW Z INSTALACJI

- PODŁĄCZENIE WODY DEJONIZOWANEJ

- PODŁĄCZENIE WODY DESTYLOWANEJ

DEJ

DES

- AZOTN

2

- ARGONAr

- WODÓR
H2

- SPRĘŻONE POWIETRZE

SP

G

- PODŁĄCZENIE GAZÓW Z BUTLI

G

RODZAJE GAZÓW :

- HEKSAFLUOREK SIARKI

SF6

- TETRAFLUOROMETAN
CF4

- TLENO2

- TRIJFLUOROMETAN

CHF3

- TRICHLOREK BORU

BCl3

- AMONIAK

NH3

- PODTLENEK AZOTU

N2O

- MIESZANINA WODORU (5%) W ARGONIE

Ar/

5%H2

- TETRAFLUOROMETAN / TLEN

CF4/

O2

- GNIAZDO ELEKTR. 230V

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE:

- GNIAZDO ELEKTR. 380V

- GNIAZDO TELEFONICZNE

- GNIAZDO LAN

G1

G2

GL

GT

- SILAN (KRZEMOWODÓR)

SiH4

- ARSENOWODÓR

AsH3

- FOSFOROWODÓR

PH3

- METAN

CH4

- PROPAN

C3H8

- ACETYLEN

C2H2

- SIARKOWODÓR

H2S

- CHLOROWODÓR

HCl

PC - PRÓŻNIA CENTRALNA

8,5%

- ISTN. ŚCIANY

OK

- PODŁĄCZENIE WODY ZIMNEJ (DO URZĄDZEŃ)

Z

-ZAKRES OPRACOWANIA

HP 25

-HYDRANTY

-URUCHAMIANIE ODDYMIANIA

- NOWE ELEMENTY

UWAGA!

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKŁADNIE

ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI

NA MIEJSCU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY

NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH

JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.

WSZELKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE

Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRZEPISY

I POLSKIE NORMY

MPOIA/031/2003

MPOIA/017/2003

mgr inż. arch. SŁAWOMIR FLORKIEWICZ

mgr inż. arch. AGNIESZKA FLORKIEWICZ

2020
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